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摘要(译)

本发明提供一种能够抑制设计所不期望的相对大的污迹的气相沉积装
置。在该气相沉积设备中，在顶板的限制板侧上的彼此相邻的两个发射
开口之间的区域中沿基板的扫描方向设置凹进部分。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bc2610df-fb08-4b4a-be44-a83fb207398f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059965366/publication/US2019067579A1?q=US2019067579A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190067579%22.PGNR.&OS=DN/20190067579&RS=DN/20190067579

